
第一图书网, tushu007.com
<<等离子体技术与应用>>

图书基本信息

书名：<<等离子体技术与应用>>

13位ISBN编号：9787502584740

10位ISBN编号：7502584749

出版时间：2006-5

出版时间：化学工业出版社

作者：许根慧

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<等离子体技术与应用>>

内容概要

　　本书是以非平衡(低温)等离子体技术为主，介绍了非平衡等离子体的基本原理、概念和应用，低
温等离子体技术在化学合成反应、聚合反应、等离子体镀膜、表面处理和功能膜制备等中的应用。
　　　　本书以非平衡等离子体为主要内容进行介绍，共分为10章，第1章～第3章介绍等离子体基本
原理、基本概念。
第4章～第9章分别介绍在无声放电、电晕和辉光放电、微波放电等不同的等离子体条件下的研究基础
工作与技术应用。
第10章简要介绍近几年来国际上对等离子体技术的研究进展。
　　本书可作为石油、化工、能源、材料、环境、电子等工程专业和大专院校师生、研究生和工程技
术人员的参考书。
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